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１．概要（Summary） 

本研究では光集積回路の新規光源として注目されるマ

イクロ光周波数コム（マイクロコム）[1]の開発を目指してい

る。マイクロコムは従来の光周波数コムが抱える課題（サイ

ズや価格）を解決しうる光周波数コムであり、マイクロコム

により、光周波数コムの長所である“超精密”と“光集積”

が融合し、新規応用が実用に近い形で開拓されることが

期待されている。マイクロコムの発生には低損失の光導波

路を構成する微小共振器が必要であり、本課題では

Ta2O5による低損失微小共振器の開発を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

磁気中性線放電ドライエッチング装置, UV オゾンクリー

ナー・キュア装置 

【実験方法】 

前回までに作製した微小共振器の損失評価を行った。

得られた損失はマイクロコム発生には不十分であり、光導

波路の側壁のラフネスの改善が必要であると考えている。

そのために、レジスト状態が与えるエッチングへの影響を

調査した。具体的には UVキュアの有無、オーブンによる

レジストの丸めの強弱の条件下で、エッチングを行い、エ

ッチング後の光導波路の側壁を SEMで観察した。UVキ

ュアの条件は 90 ℃、30 min（N2の流量は 20 SLM で

固定）であり、オーブンは徳島大学にある装置で２つの条

件（条件 1＝155 ℃, 15 min、条件 2 = 180 ℃, 15 min）

で行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1にオーブンの条件１で、UVキュアの有り無しでエ

ッチングの導波路の側壁を SEM で観察した結果を示す。

UVキュアが有りの方が導波路の側壁のラフネスが少し小

さい結果が得られた。 

Fig. 1 SEM images without (left) and with (right) UV 

cure for the oven condition 1. 

 

Fig. 2にオーブンの条件２、UVキュアは有りで、エッチン

グを行った際のエッチング前後の SEM画像を示す。オー

ブンの条件２は温度をかなり高く設定したため、レジストの

丸め効果がかなり強くなっている。この時にエッチングを

行うと導波路の側壁がかなりスムーズになっているような

SEM画像が得られた。ただし、導波路の垂直性や幅がか

なり設計と異なっており、もう少しオーブンの温度を下げる

ことが必要である。 

Fig. 2 SEM images before (left) and after (right) 

etching for the oven condition 2. 
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